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RÉSUMÉ: Cette étude est une modélisation numérique des phénomènes intervenant lors de déposition par des procédés HWCVD. Nous

intéressons à l'étude d'un mélange gazeux CH4/H2 lors de déposition dans les procédés HWCVD, Nous avons utilisé les équations de conservation de

l’énergie, de la quantité du mouvement, de la continuité et de la diffusion pour le calcul de la température et la vitesse et les concentrations ,à deux

dimensions x et z en coordonnés cartésiennes. Pour la résolution de ces équations un programme en langage FORTRAN est en cours de réalisation

avec l’application de la Méthode des Volumes Finis (MVF) et la méthode itérative de Gauss-Seidel.

MOTS-CLÉS: déposition , HWCVD, équation de la chaleur, Modèle fluide, convection.

1. INTRODUCTION

 Les procédés HWCVD (Hot Wire CVD) sont des procédés CVD est une

élégante technique de dépôt à basse pression pour déposer des couches

minces[1]. Sur Les procédés HWCVD utilisent des sources

thermiques(filaments chauds) qui chauffent le mélange (fluide gazeux)

introduit dans le réacteur.

 Principe du HWCVD : La décomposition du gaz par le filament

(tungstène)T, et le substrat en regard n’atteint alors qu’une température

assez faible. Le type du gaz introduit dans le réacteur est CH4/H2 et

utilisation trois filaments chauds du tungstène.

2. MODELE MATHEMATIQUE ET NUMÉRIQUE

 Pour la résolution de la distribution de la température, nous proposons la

résolution de l'équation de la chaleur à deux dimensions.

 Nous allons utiliser le modèle fluide [2] pour calculer les vitesses du

fluide et les concentrations des molécules et radicaux d'un mélange CH4/H2

à travers les équations suivantes.

1.Equation de conservation de l'énergie [4] :

2. Equation de continuité et conservation de la quantité de mouvement

[5]:

3. Equation de la diffusion [6] :

Les nœuds du maillage considérée (Figure 1) :

Figure 1 : Les nœuds du maillage..

 Nous proposons de résoudre les équations ci-après à deux dimensions x

et z en utilisant la Méthode des Volumes Finis (MVF) et la méthode

itérative de Gauss-Seidel.
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Figure 3 : Profil de la température en fonction des positions Z pour 

différentes valeurs de X.

3. RESULTAS

Nous avons calculé la distribution des températures et la vitesse en fonction

du des positions.

Figure 4 : Profil de la vitesse en fonction des positions Zpour

différentes valeurs de X.
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Figure 2: Schéma générale de calcul de la température 

Et  la vitesse.
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